dung von organischen Pigmenten wesentlichen Gesichts-
punkte sind in klarer Diktion und Gliederung praktisch
erschopfend dargelegt. Das vorziigliche Layout erleichtert
dem Leser den Zugang erheblich: es macht Freude, dies
Buch aufzuschlagen. Fiir den von den Autoren ins Auge
gefaliten Leserkreis erscheint der Preis vertretbar; das gilt
allerdings nicht fiir die Bibliotheken von Hochschulinstitu-
ten und fiir anderweitige Interessenten.

Nach Ansicht des Referenten wire es wiitnschenswert, daf3
auch Vertreter anderer Fachgebiete, die sich neue Themen-
felder erschliefen mochten, zu diesem Buch greifen. So wird
etwa ein Festkorperphysiker oder ein Materialwissenschaft-
ler, der bei seinen eigenen (nicht auf die Pigment-Problema-
tik ausgerichteten) Studien die chemische Struktur als freie
Variable einsetzen mochte, kaum ein umfangreicheres Sorti-
ment von leicht zuginglichen, gut kristallisierenden und
strukturell klar definierten Substanzen finden als in den hier
beschriebenen Pigmenten. Insgesamt ist mit dem Buch von
W. Herbst und K. Hunger nun ein Standardwerk verfiigbar,
das uiber lange Zeit seinen Platz in der Literatur behalten
wird.

Wolfgang Liittke [NB981]
Organisch-chemisches Institut
der Universitit Géttingen

Copper Oxide Superconductors. By C. P. Poole, T. Datta und
H. A. Farach. Wiley, Chichester 1988. XII, 289 S., geb.
£22.40.—ISBN 0-471-62342-3

Es ist mutig und begriilenswert, eine Monographie zum
vorliegenden Thema zu verfassen; bekanntlich ist die Flut
der Publikationen auf diesem Gebiet nicht zu itberschauen
(ca. 10000 Publikationen in etwa 900 Tagen Forschung!).
Trotzdem haben die Autoren bis zum Redaktionsschluf} (Juli
1988) die neuesten Arbeiten recherchiert und kompetent aus-
gewertet.

Es werden Grundbegriffe, Standardmethoden und die
Vielzahl der Aspekte sowohl physikalischer als auch chemi-
scher Problemstellungen behandelt. Aufbauend auf den
Kenntnissen iiber die konventionellen Supraleiter leiten die
Autoren zu den verschiedensten Phdnomenen der neuen oxi-
dischen Materialien tber. Nach einer kompakten Darstel-
lung der bisher bekannten theoretischen Grundlagen folgt
eine praxisnahe Ubersicht iiber die chemischen Priipara-
tionsmethoden, wobei auch der notwendige Hinweis auf die
nicht unerhebliche Toxizitdt der Thalliumverbindungen an-
gefugt wurde. AnschlieBend werden die Strukturprinzipien
der wichtigsten Verbindungen und die damit zusammenhén-
genden Besonderheiten im chemischen und physikalischen
Verhalten eingehend abgehandelt. In diesem Zusammen-
hang gehen die Autoren auch auf die chemische Charakteri-
sierung der Proben ein. Die naturgemilB fiir Supraleiter
wichtigen magnetischen Phdnomene werden ausfiihrlich dis-
kutiert, wobei auBer den grundlegenden, fiir die Supralei-
tung wichtigen makroskopischen magnetischen Effekten
auch die mikroskopischen Erscheinungen wie Paramagnetis-
mus und Antiferromagnetismus betrachtet werden. Die zur
Untersuchung solcher Phianomene standardméBig eingesetz-
ten magnetischen Resonanzmethoden werden im Hinblick
auf ihre Anwendung bei Supraleitern besprochen. Eine aus-
fithrliche Diskussion anderer Festkorpereigenschaften, z. B.
Energieliicken, Zustandsdichten, Elektronen-Phononen-
Kopplung, sowie eine Beriicksichtigung der jeweiligen Un-
tersuchungsmethoden fehlt ebensowenig wie eine fiir den
Praktiker duBerst nitzliche Auswahl charakteristischer Da-
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ten. Die letzten Kapitel sind den Transport- und Tunnelei-
genschaften, insbesondere den elektrischen und thermischen
Effekten gewidmet.

Waiinschenswert wire ein weiteres Eingehen auf die Real-
strukturen gewesen, z. B. anhand der Ergebnisse aus elek-
tronenmikroskopischen Untersuchungen. Uberraschend er-
scheint auch, daB nicht die heute iiblicherweise am meisten
benutzten Ionenradien nach Shannon verwendet wurden.
DaB sich bei der Fiille der auszuwertenden Literatur auch
kleine Fehler eingeschlichen haben, berithrt den Wert der
vorliegenden Monographie in keiner Weise. Das Buch
spricht besonders die auf diesem Gebiet bereits Arbeitenden
an, ist aber auch fiir diejenigen, die sich neu damit befassen
wollen, eine wertvolle Einfithrung in die sehr umfangreiche
und komplexe Materie.

Reginald Gruehn [NB 974]
Institut fiir Anorganische und Analytische Chemie
der Universitdt GieBen

Surfactant Science and Technology. Von D. Myers. VCH Ver-
lagsgesellschaft, Weinheim/VCH Publishers, New York
1988. X1V, 351 S., geb. DM 88.00. — ISBN 3-527-26695-X/
0-89573-339-0

Die physikalische Chemie von Tensidlosungen findet im-
mer noch steigendes Interesse. Aus diesem Grund war auch
zu erwarten, da3 neue Lehrbiicher erscheinen, die dem Leser
den Eintritt in dieses Gebiet ermdglichen.

Mit dem vorliegenden Buch ist dies dem Autor wohl ge-
lungen. Der gut lesbare englische Text ist prdgnant formu-
liert und hilft zum Verstdndnis der beschriebenen Phianome-
ne. Es ist zwar nicht klar, wieso der Begriff ,, Technologie** im
Titel erscheint. Tatsdchlich liegt hier ein gutes Lehrbuch mit
466 Literaturzitaten und 35 Buchhinweisen vor.

Der Inhalt ist in acht Kapitel gegliedert: Ubersicht; orga-
nische Chemie der Tenside; Micellbildung; Solubilisation,
Mikroemulsionen und Katalyse; Fliissig-Gas-Grenzflachen;
Emulsionen; Schiume; Fest-Gas-Grenzflachen.

Bei einem Lehrbuch ist keine Vollstindigkeit zu erwarten.
Die Rheologie fehlt beispielsweise vollstindig. Dies bedeu-
tet, daB viskoelastische Losungen und Gele nicht behandelt
werden. Ebenfalls wird das Phasenverhalten am Inversions-
punkt nicht nach dem neuesten Stand der Wissenschaft er-
klart.

Das Buch unterscheidet sich erfreulich von manchen
schnell herausgegebenen Bianden und sollte viele Leser fin-
den.

Gerhard Platz [NB 958]
Institut fiir Physikalische Chemie
der Universitidt Bayreuth

Organic High Pressure Chemistry. Herausgegeben von W. J.
Le Noble. Elsevier, Amsterdam 1988. XII, 489 S., geb.
Hf1 320.00. — ISBN 0-444-43023-7

Nachdem in der letzten Zeit zahlreiche Ubersichtsartikel
iber die verschiedenen Aspekte von organisch-chemischen
Reaktionen bei hohem Druck erschienen sind, versucht diese
Monographie, einen umfassenden Uberblick zu diesem The-
ma zu geben. Dieser Versuch ist, wie der Herausgeber in sei-
nem Vorwort zugibt, nicht einfach, da gerade in jiingster Zeit
die Zahl der Hochdruckapparaturen und damit auch die
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